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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬパネルの非発光部分（黒枠とダークス
ポット）の進行・拡大を抑制する。
【解決手段】基板（１）上に複数又は単数の有機ＥＬ素
子（２）を形成し、基板と有機ＥＬ素子を封止する封止
部材（３）とを貼り合わせた有機ＥＬパネルにおいて、
有機ＥＬ素子の全体を覆うように、第１の無機保護層（
７０）と第２の無機保護層（７１）を形成し、第２の無
機保護層（７１）の上に、シート状乾燥剤（５）を配置
し、シート状乾燥剤と有機ＥＬ素子間に空間層（Ｓ）を
形成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に複数又は単数の有機ＥＬ素子を形成し、前記基板と封止部材とを前記有機ＥＬ
素子を覆う封止接着剤を介して貼り合わせた有機ＥＬパネルであって、
　前記有機ＥＬ素子は、前記基板上に直接又は他の層を介して形成された第１電極層と、
該第１電極層上に形成された有機発光層を含む有機層と、該有機層上に形成された第２電
極層とを備え、
　前記有機ＥＬ素子の全体を覆うように、前記第２電極層に接する無機材料からなる第１
の保護層と該第１の保護層上に積層された無機材料からなる第２の保護層を有する保護層
を形成し、
　前記保護層上に、前記有機ＥＬ素子の全体を覆うように、シート状乾燥剤を配置し、
　前記シート状乾燥剤と前記有機ＥＬ素子間に空間層を形成したことを特徴とする有機Ｅ
Ｌパネル。
【請求項２】
　前記第１の保護層は蒸着により形成された層であり、前記第２の保護層はスパッタリン
グにより形成された層であることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬパネル。
【請求項３】
　前記空間層は、前記シート状乾燥剤を固定するための接着剤層を部分的に形成すること
により、該接着剤層の無い部分に形成されることを特徴とする請求項１又は２に記載され
た有機ＥＬパネル。
【請求項４】
　前記空間層は、前記シート状乾燥剤を基材に固定したシート状乾燥部材の内部に形成さ
れることを特徴とする請求項３に記載された有機ＥＬパネル。
【請求項５】
　前記シート状乾燥剤を固定するための接着剤層は、ドット状に形成されることを特徴と
する請求項３又は４に記載された有機ＥＬパネル。
【請求項６】
　基板上に複数又は単数の有機ＥＬ素子を形成し、前記基板と封止部材とを前記有機ＥＬ
素子を覆う封止接着剤を介して貼り合わせる有機ＥＬパネルの製造方法であって、
　前記基板上に有機ＥＬ素子を形成する工程と、
　前記有機ＥＬ素子の全体を覆うように、前記第２電極層に接する無機材料からなる第１
の保護層を形成する工程と、
　前記第１の保護層上に無機材料からなる第２の保護層を形成する工程と、
　シート状乾燥剤を基材に固定してシート状乾燥部材を形成する工程と、
　前記基板と前記封止部材との間に前記有機ＥＬ素子の全体を覆うように前記シート状乾
燥部材を配置して、前記シート状乾燥剤と前記有機ＥＬ素子間に空間層を形成した状態で
、前記基板と前記封止部材とを貼り合わせる工程とを有することを特徴とする有機ＥＬパ
ネルの製造方法。
【請求項７】
　前記シート状乾燥部材を前記第２の保護層上に固定するための接着剤層を部分的に形成
することにより、前記接着剤層の無い部分に前記空間層を形成することを特徴とする請求
項６に記載された有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項８】
　前記シート状乾燥剤を固定する接着剤層を部分的に形成して該接着剤層の無い部分に前
記空間層が形成されるように、前記シート状乾燥剤と前記基材とを貼り合わせて前記シー
ト状乾燥部材を形成することを特徴とする請求項６に記載された有機ＥＬパネルの製造方
法。
【請求項９】
　前記第１の保護層を形成する工程を蒸着で行い、前記第２の保護層を形成する工程とス
パッタリングで行うことを特徴とする請求項６～８のいずれかに記載された有機ＥＬパネ



(3) JP 2009-181849 A 2009.8.13

10

20

30

40

50

ルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬパネル及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬパネルは、有機ＥＬ素子を発光素子として備えるもので、例えば携帯電話の表
示画面，車載用或いは家庭用電子機器のモニタ画面，パーソナルコンピュータやテレビジ
ョン受像装置の情報表示画面，宣伝用点灯パネル等に用いられる各種表示装置として、ス
キャナやプリンタ等に用いられる各種光源として、一般照明や液晶表示装置のバックライ
ト等に用いられる照明装置として、或いは、光電変換機能を利用した光通信用デバイスと
して、各種用途に利用可能な自発光パネルである。
【０００３】
　有機ＥＬ素子は大気に含まれる水分等に触れると発光特性が劣化する性質があるので、
有機ＥＬパネルを長時間安定的に作動させるためには、有機ＥＬ素子を大気から遮断する
ための封止構造が必要不可欠になっている。有機ＥＬパネルの封止構造としては、金属製
又はガラス製の封止部材と有機ＥＬ素子が形成された基板とを貼り合わせて、有機ＥＬ素
子を囲う封止空間を形成し、その封止空間内に乾燥剤を配備する構造（中空封止構造）が
一般に採用されてきたが、パネルの更なる薄型化や強度向上等を考慮して、基板上の有機
ＥＬ素子を空間無く直接封止材料で被覆する固体封止構造の検討が進められている（下記
特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００７－５１０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実現性の高い固体封止構造の一案としては、基板上の有機ＥＬ素子全体を覆うように封
止接着剤を形成し、その封止接着剤を介して基板と封止部材とを空間無く貼り合わせる構
造が考えられる。この封止構造では、基板及び封止部材によって有機ＥＬパネルの正面又
は背面から水分が侵入するのを防ぐことができるが、パネルの側面は封止部材と基板とが
封止接着剤を介して接着されているので、封止接着剤を介して水分がパネル内部に侵入す
ることが避けられない構造になっている。このため、このような封止構造を備えた有機Ｅ
Ｌパネルを長時間作動させると、パネルの周囲から黒枠と呼ばれる非発光部分がパネル中
央に向けて進行する劣化現象が生じることが確認されている。
【０００５】
　また、異物等の付着による膜欠陥部では、ダークスポット（黒点）と呼ばれる非発光部
分が発生し、長時間の作動でダークスポットが成長して、発光部中に点在する非発光部分
が拡大する現象が確認されている。
【０００６】
　この黒枠やダークスポットを回避するためには、固体封止構造においても、劣化因子を
遮断する保護膜を設けたり、或いは、封止構造内部に乾燥剤を配備することが考えられる
。
【０００７】
　前述した保護膜としては、有機ＥＬ素子を無機材料の層で覆うことが有効である。有機
ＥＬ素子にダメージを与えることなく、無機材料の膜を形成するためには、基板に入射す
る分子のエネルギーを制御しながら徐々に保護膜を形成することになるが、十分に劣化因
子を遮断する完全な膜を得るためには、かなりの（μｍオーダーの）厚さが必要になるの
で、成膜に長時間を要することになり、高い生産性を得ることができない問題がある。
【０００８】
　また、封止構造内部に乾燥剤を配備する場合に、封止接着剤内に乾燥剤を分散させたも
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のでは、乾燥剤に吸着されない水分が封止接着剤を介して有機ＥＬ素子に到達することが
考えられるので、できる限り乾燥剤を有機ＥＬ素子の近傍に集約させ、しかも乾燥剤の層
で有機ＥＬ素子を覆ってしまうことが有効である。そのためには、シート状乾燥剤を用い
、このシート状乾燥剤で有機ＥＬ素子の全体を覆い、その上に形成した封止接着剤を介し
て基板と封止部材とを貼り合わせる構造が考えられる。
【０００９】
　このような構造を採用した場合、シート状乾燥剤の表面は封止接着剤で覆われてしまう
ので、シート状乾燥剤が吸着機能を発揮できるのは、封止接着剤を通ってシート状乾燥剤
の表面に到達した水分等の劣化因子に対してのみになり、外部から封止接着剤に侵入して
シート状乾燥剤の表面に到達しない水分や、封止接着剤の内部から発生する劣化因子（ア
ウトガスに含まれるもの）に対しては、効果的に吸着機能を発揮することができない。
【００１０】
　これによって、シート状乾燥剤の表面に到達することなく、シート状乾燥剤を迂回して
有機ＥＬ素子に到達してしまう劣化因子が存在することがあり、シート状乾燥剤によって
有機ＥＬ素子を覆う構造を採用した場合にも、効果的に黒枠やダークスポット（非発光部
分）の成長を阻止することができないという問題があった。
【００１１】
　また、シート状乾燥剤は、水分を吸収すると体積変化が生じて厚さ方向に拡大すること
が確認されており、この体積変化によって、基板と封止部材間の接着強度が低下し、接着
浮きが生じてしまうと、前述した黒枠の進行が極端な速度で進行してしまう不具合が生じ
る。
【００１２】
　本発明は、このような問題に対処することを課題の一例とするものである。すなわち、
固体封止構造を採用した有機ＥＬパネルにおいて、保護膜と乾燥剤の併用によって、保護
膜を可能な限り薄膜化して、生産性の向上を図ること、非発光部分の進行を効果的に阻止
し、パネルの長寿命化を図ること、パネルの表示品質を保つこと、固体封止構造の採用に
よって、薄型且つ高強度であって、しかも放熱性向上を図り表示品質を維持した長寿命化
が可能な有機ＥＬパネルを提供することができること、等が本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　このような目的を達成するために、本発明による有機ＥＬパネル及びその製造方法は、
以下の各独立請求項に係る構成を少なくとも具備するものである。
　［請求項１］基板上に複数又は単数の有機ＥＬ素子を形成し、前記基板と封止部材とを
前記有機ＥＬ素子を覆う封止接着剤を介して貼り合わせた有機ＥＬパネルであって、前記
有機ＥＬ素子は、前記基板上に直接又は他の層を介して形成された第１電極層と、該第１
電極層上に形成された有機発光層を含む有機層と、該有機層上に形成された第２電極層と
を備え、前記有機ＥＬ素子の全体を覆うように、前記第２電極層に接する無機材料からな
る第１の保護層と該第１の保護層上に積層された無機材料からなる第２の保護層を有する
保護層を形成し、前記保護層上に、前記有機ＥＬ素子の全体を覆うように、シート状乾燥
剤を配置し、前記シート状乾燥剤と前記有機ＥＬ素子間に空間層を形成したことを特徴と
する有機ＥＬパネル。
【００１４】
　［請求項６］基板上に複数又は単数の有機ＥＬ素子を形成し、前記基板と封止部材とを
前記有機ＥＬ素子を覆う封止接着剤を介して貼り合わせる有機ＥＬパネルの製造方法であ
って、前記基板上に有機ＥＬ素子を形成する工程と、前記有機ＥＬ素子の全体を覆うよう
に、前記第２電極層に接する無機材料からなる第１の保護層を形成する工程と、前記第１
の保護層上に無機材料からなる第２の保護層を形成する工程と、シート状乾燥剤を基材に
固定してシート状乾燥部材を形成する工程と、前記基板と前記封止部材との間に前記有機
ＥＬ素子の全体を覆うように前記シート状乾燥部材を配置して、前記シート状乾燥剤と前
記有機ＥＬ素子間に空間層を形成した状態で、前記基板と前記封止部材とを貼り合わせる
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工程とを有することを特徴とする有機ＥＬパネルの製造方法。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明の一実施形態に係る
有機ＥＬパネルの構造を説明する説明図（同図（ａ）は断面構造を示す概念図、同図（ｂ
）端部の断面を示す概念図）である。有機ＥＬパネルは、基板１上に複数又は単数の有機
ＥＬ素子２を形成し、基板１と封止部材３とを有機ＥＬ素子２を覆う封止接着剤４を介し
て貼り合わせたものである。
【００１６】
　有機ＥＬ素子２の構造は、基板１上に直接または他の層を介して形成された第1電極層
２１と、第1電極層２１の上に形成された発光層を含む有機層２２と、有機層２２上に形
成された第2電極層２３とを備えている。図示の例では、基板１上にストライプ状に第１
電極層２１が形成されており、その上に絶縁膜２４によって発光部（画素）が区画されて
、区画された発光部における第１電極層２１上に発光層を含む有機層２２が形成されてい
る。また、絶縁膜２４上には隔壁２５が形成されて、その隔壁２５に沿って有機層２２上
に第１電極層２１と交差するようにストライプ状に第２電極層２３が形成されている。そ
して、第１電極層２１と第２電極層２３の交差部に一つの有機ＥＬ素子２が形成されてい
る。
【００１７】
　一例として示したこのような有機ＥＬ素子２に対して、有機ＥＬ素子２の全体を覆うよ
うに、無機材料からなる保護層７を形成し、保護層７の上に、シート状乾燥剤５（シート
状乾燥剤５を含むシート状乾燥部材５０）を配置している。シート状乾燥剤５は、バイン
ダ樹脂に乾燥剤成分を分散配置させてシート状に成形したものを用いることができる。
【００１８】
　そして、本発明の実施形態に係る有機ＥＬパネルは、シート状乾燥剤５を基板１と封止
部材３との間に配置するに際して、シート状乾燥剤５と有機ＥＬ素子間に空間層Ｓを形成
している。
【００１９】
　保護層７は、図１（ａ）に示すように、有機ＥＬ素子２の全体を覆うように設けられる
。有機ＥＬ素子２の全体を覆うように保護層７を設けることによって、有機ＥＬ素子２に
対する劣化因子のバリア性能を高めることができる。また、保護層７を設けることによっ
て、シート状乾燥剤５或いはシート状乾燥部材５０を固定するための接着剤層６又は５３
が有機ＥＬ素子２に対して直接悪影響を及ぼすことを回避することができる。保護層７と
しては、無機材料から成る無機保護層が採用される。
【００２０】
　また、保護層７は、図１（ｂ）に示すように、２層構造にしている。すなわち、保護層
７は、第２電極２３に接する第１の無機保護層７０と第１の無機保護層７０上に積層され
た第２の無機保護層７１からなる。この実施形態では、有機材料からなる絶縁膜２４の最
外縁部Ｅ２４を覆うように、無機材料からなる第１の無機保護層７０，無機材料からなる
第２の無機保護層７１がそれぞれ順次積層されており、これによって先ず、最外縁部Ｅ２
４の外側にガラス等の無機材料からなる基板１と第１の無機保護層７０による無機材料同
士の遮断界面を形成することができる。これによって、基板１端部から侵入する劣化因子
によって生じる黒枠の進行を抑制することができ、有機ＥＬ素子２を完全に覆うことでダ
ークスポットの成長を抑えることができる。
【００２１】
　保護層７を２層構造にしていることで、有機ＥＬ素子２の第２電極２３に接する第１の
無機保護層７０は、基板へ入射する分子の運動エネルギーが低く有機ＥＬ素子２にダメー
ジを与えない蒸着によって形成し、第２の無機保護層７１を比較的成膜速度の速いスパッ
タリングによって緻密な層を形成することができる。これによって、保護層７全体の成膜
速度を速めながら、有機ＥＬ素子２にダメージを与えることなく、劣化因子遮断性の高い
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保護層７を形成することができる。また、保護層７は、シート状乾燥剤５との組み合わせ
によって薄膜化が可能であるから、これによっても全体の成膜時間が短くなり、有機ＥＬ
パネルの生産性を向上させることができる。
【００２２】
　そして、第２の無機保護層７１を覆うようにシート状乾燥剤５が配置されており、シー
ト状乾燥剤５を固定する接着剤層６の間に空間層Ｓが形成されている。このような空間層
Ｓは、一つには、基板１と封止部材３との間に浸入或いは発生した水分等の劣化因子を捕
獲する機能を有する。シート状乾燥剤５の有機ＥＬ素子２側の表面を空間層Ｓに曝すこと
で、空間層Ｓ内に侵入した劣化因子が速やかにシート状乾燥剤５に吸着されることになり
、シート状乾燥剤５の吸着機能をシート状乾燥剤５の表面から空間層Ｓ内に拡大すること
ができる。
【００２３】
　これによると、有機ＥＬ素子２に悪影響を与えようとする水分等の劣化因子を効果的に
空間層Ｓが捕獲して、シート状乾燥剤５によって速やかに吸着することができるので、有
機ＥＬパネルにおいて非発光部分（黒枠やダークスポット）の進行を効果的に阻止するこ
とができ、表示品質を良好に保ちながらパネルの長寿命化を図ることができる。また、こ
のような封止構造を採用することによって、中空封止構造を採用する場合と比較して、薄
型且つ高強度な有機ＥＬパネルを形成することができる。
【００２４】
　また、空間層Ｓは、シート状乾燥剤５が水分を吸収した場合に生じる体積変化に対して
、有機ＥＬパネルの厚さ方向に生じるシート状乾燥剤５の拡大を吸収する機能を有する。
これによって、厚さ方向にシート状乾燥剤５が拡大した場合にも、基板１と封止部材３と
の接着に不具合が生じることが無く、接着不良による黒枠の急激な進行を未然に防止する
ことができる。
【００２５】
　空間層Ｓはどのように形成しても良いが、一例としては、図１に示すように、シート状
乾燥剤５を固定するための接着剤層６をシート状乾燥剤５の有機ＥＬ素子２側の表面に部
分的に形成することによって、接着剤層６の無い部分に空間層Ｓを形成することができる
。これによると、シート状乾燥剤５を固定するための工程を利用して特に工程を付加する
こと無く空間層Ｓを形成することができる。シート状乾燥剤５の表面に接着剤層６を部分
的に形成する形態は、ドット状（点状）、短辺状、列状或いは渦巻き状等、接着剤層６の
無い部分に空間層Ｓが形成されるものであればよい。
【００２６】
　図２は、シート状乾燥剤５を含むシート状乾燥部材５０の構造を示した説明図（同図（
ａ）はシート状乾燥部材を示す縦断面図、同図（ｂ）は背面図）である。シート状乾燥部
材５０は、シート状乾燥剤５を接着剤層５１を介して基材５２に固定したものであり、基
材５２には保護層７への固定を図るための接着剤層５３が形成されている。この例では、
空間層Ｓは、接着剤層５３を部分的に形成することによって接着剤層５３の無い部分に形
成されている。
【００２７】
　同図（ｂ）に示すように、この例では、接着剤層５３が基材５２の表面にドット状に形
成されている。接着剤層５３を部分的に形成するためには、図示のようにドット状に形成
するだけでなく、短辺状、列状或いは渦巻き状等、接着剤層５３の無い部分に空間層Ｓが
形成されるものであればよい。空間層Ｓがシート状乾燥剤５の厚さ方向の拡大を吸収する
ためには、基材５２としては柔軟な材料を採用する必要がある。一例としては、伸延性の
あるフッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）等が適する。
【００２８】
　図３は、シート状乾燥剤５を含むシート状乾燥部材５０の他の構造例を示した説明図（
同図（ａ）はシート状乾燥部材を示す縦断面図、同図（ｂ）は同Ｘ－Ｘ断面図）である。
同図（ａ）に示すように、シート状乾燥部材５０は、前述した例と同様に、シート状乾燥
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剤５を接着剤層５１を介して基材５２に固定したものであり、基材５２には保護層７への
固定を図るための接着剤層５３が形成されている。この例では、空間層Ｓは、シート状乾
燥剤５を基材５２に固定したシート状乾燥部材５０の内部に形成されており、シート状乾
燥剤５を固定するための接着剤層５１を部分的に形成することによって接着剤層５１の無
い部分に形成されている。
【００２９】
　同図（ｂ）は、同図（ａ）におけるＸ－Ｘ断面図であるが、この例では、接着剤層５１
がシート状乾燥剤層５の表面にドット状に形成されている。シート状乾燥剤５の表面に接
着剤層５１を部分的に形成するためには、このようにドット状に形成するだけでなく、短
辺状、列状或いは渦巻き状等、接着剤層５１の無い部分に空間層Ｓが形成されるものであ
ればよい。
【００３０】
　このような実施形態では、空間層Ｓを予めシート状乾燥部材５０の内部に形成しておく
ことができるので、有機ＥＬパネルの貼り合わせ工程におけるタクトタイムを短縮するこ
とが可能になる。また、点状に接着剤層５１を形成した場合には、シート状乾燥剤５の表
面全体に連続した空間層Ｓを形成することができるので、より効果的にシート状乾燥剤５
の吸着機能を向上させることができる。
【００３１】
　図４に示した実施形態は、図１に示した例と同様の封止構造をアクティブマトリクス駆
動の有機ＥＬパネルに適用したものである。図４における符号は図１における説明と同一
の部位に対しては同一符号を付して重複説明を省略する。この例では、基板１上に駆動素
子８（ＴＦＴ素子等）が形成され、その上にＳｉＯ２等の無機材料からなる平坦化膜８０
が形成されている。また駆動素子８と第１電極層２１とは接続配線８１で接続されている
。そして、第２の無機保護層７１を覆うようにシート状乾燥剤５が配置されており、シー
ト状乾燥剤５を固定する接着剤層６の間に空間層Ｓが形成されている。
【００３２】
　この例でも前述した例と同様に、接着剤層６と第２の無機保護層７１との界面に侵入す
る劣化因子が空間層Ｓに捕捉されて、効果的にシート状乾燥剤５の表面に吸着されること
になるので、劣化因子が有機ＥＬ素子に侵入するのを効果的に阻止することができる。ま
た、シート状乾燥剤５が厚さ方向に拡大した場合にも、その体積変化を空間層Ｓが吸収す
るので、基板１と封止部材３との接着に不具合が生じることがない。ここでも、シート状
乾燥剤５を直接第２の無機保護層７１上に接着剤層６を介して固定するのに換えて、図３
に示す例のように、内部に空間層Ｓを形成したシート状乾燥部材５０を第２の無機保護層
７１上に接着するようにしても良い。
【００３３】
　図５及び図６は、本発明の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造方法を示す説明図（工
程フロー）である。図５に示した例が、シート状乾燥剤５又はシート状乾燥部材５０と保
護層７との間に空間層Ｓを形成する場合の製造方法であり、図６に示した例が、シート状
乾燥部材５０の内部に空間層Ｓを形成する場合の製造方法である。
【００３４】
　図５に示す例では、基板１側において、基板１上に有機ＥＬ素子を形成する工程（有機
ＥＬ素子形成工程：Ｓ１０）、保護層７を形成する工程（保護層形成工程：Ｓ１１）、保
護層７を介してシート状乾燥剤５を有機ＥＬ素子上に配置・固定して、空間層Ｓを形成す
る工程（シート状乾燥剤配置・固定（空間層形成）工程：Ｓ１２）が行われ、封止部材３
において、封止部材３に貼り合わせのための封止接着剤４を形成する工程（封止接着剤形
成工程：Ｓ２０）が行われ、その後に、基板１と封止部材３とを貼り合わせる工程（貼り
合わせ工程：Ｓ３０）が行われる。
【００３５】
　一方、図６に示す例では、基板１側において、基板１上に有機ＥＬ素子を形成する工程
（有機ＥＬ素子形成工程：Ｓ１０）、保護層７を形成する工程（保護層形成工程：Ｓ１１
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）が行われ、シート状乾燥部材５０側において、シート状乾燥部材５０の内部に空間層Ｓ
を形成する工程（シート状乾燥部材形成工程（空間層形成）：Ｓ４０）が行われ、その後
、基板１において、保護層７を介してシート状乾燥部材５０を有機ＥＬ素子上に配置・固
定する工程（シート状乾燥部材配置・固定工程：Ｓ１３）が行われ、封止部材３において
、封止部材に貼り合わせのための封止接着剤４を形成する工程（封止接着剤形成工程：Ｓ
２０）が行われ、その後に、基板１と封止部材３とを貼り合わせる工程（貼り合わせ工程
：Ｓ３０）が行われる。
【００３６】
　各工程を具体的な実施例と共に更に詳細に説明する。
【００３７】
　有機ＥＬ素子形成工程Ｓ１０；
　先ず、必要に応じて、基板１の研磨、洗浄、表面被覆等を行い第１電極層２１を形成す
るための準備を行う。有機ＥＬパネルとして、パッシブマトリクス駆動を行うものでは、
基板１上に直接第１電極層２１が形成されるが、アクティブマトリクス駆動を行うもので
は、ＴＦＴ等の駆動素子が形成された基板１に対して平坦化膜等の他の層の被覆が行われ
、その層を介して第１電極層２１が形成されることになる。基板１は、無機材料の場合は
ガラス等によって形成することができ、有機材料の場合にはプラスチック等によって形成
することができる。基板１側から光を取り出すボトムエミッション方式を採用するために
は基板１を透明部材で形成することが必要になる。
【００３８】
　第１電極層２１の形成は、蒸着，スパッタリング等の成膜技術によって薄膜形成した後
に、フォトリソグラフィ等のパターン形成技術によって所定のパターンを形成する。第１
電極２１の材料は、導電性材料からなり、基板１側から光を取り出すボトムエミッション
方式を採用するためにはＩＴＯ（Indium Tin Oxide），ＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）等
の透明電極を採用する。具体的には、例えばガラス等の基板１上にＩＴＯ，ＩＺＯ等の透
明電極材料をスパッタ成膜法等の各種成膜法により、全面に略一定の膜厚で成膜する。そ
の後、第１電極層２１や引出配線（有機ＥＬ素子２の発光／非発光の制御信号を外部回路
から入力するための配線）をパターニングする。
【００３９】
　次に絶縁膜２４が形成される。形成手順としては、先ず、例えばポリイミド前駆体、ノ
ボラック樹脂等の絶縁膜用材料を、第１電極層２１が形成された基板１上の全面に、スピ
ンコート法等の塗布方法により成膜する。その後、絶縁膜２４を、発光部が第１電極層２
１上で開口するように格子状にパターニングする。
【００４０】
　その後、絶縁膜２４によって区画された発光部における第１電極層２１上に、有機発光
層を含む有機層２２を形成する。有機層２２は真空蒸着法によって形成することができる
。有機層２２は、陽極側から発光層に至るまでに、正孔注入層、正孔輸送層、電子ブロッ
ク層等が形成され、陰極側から発光層に至るまでに、電子注入層、電子輸送層、正孔ブロ
ック層等が形成される。これらの各機能層は必要に応じて、適宜選択されるもので、必ず
しも全ての層が必要というわけではない。
【００４１】
　第１電極層２１を陽極として、第２電極層２３を陰極とした場合の有機層２２の形成例
を以下に示す。
【００４２】
　第１電極層２１上に銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）等の正孔注入層を形成し、その上に
、例えば、ＮＰＢ（N,N-di(naphtalence)-N,N-dipheneyl-benzidene）を正孔輸送層とし
て成膜する。この正孔輸送層は、第１電極層２１から注入される正孔を発光層に輸送する
機能を有する。この正孔輸送層は、１層だけ積層したものでも２層以上積層したものであ
ってもよい。また正孔輸送層は、単一の材料による成膜ではなく、複数の材料により一つ
の層を形成しても良く、電荷輸送能力の高いホスト材料に電荷供与（受容）性の高いゲス
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ト材料をドーピングしてもよい。また、正孔輸送層は、開口部内、開口部を形成する第１
絶縁膜３の上部及び最外縁部に形成した第１絶縁膜３の上部まで成膜する。
【００４３】
　次に、正孔輸送層の上に発光層を成膜する。一例としては、抵抗加熱蒸着法により、赤
（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の発光層を、塗分け用マスクを利用してそれぞれの成膜領域
に成膜する。赤（Ｒ）としてＤＣＭ１（４－（ジシアノメチレン）－２－メチル－６－（
４’－ジメチルアミノスチリル）－４Ｈ－ピラン）等のスチリル色素等の赤色を発光する
有機材料を用いる。緑（Ｇ）としてアルミキノリノール錯体（Ａｌｑ3） 等の緑色を発光
する有機材料を用いる。青（Ｂ）としてジスチリル誘導体、トリアゾール誘導体等の青色
を発光する有機材料を用いる。勿論、他の材料でも、ホスト-ゲスト系の層構成でも良く
、発光形態も蛍光発光材料を用いてもりん光発光材料を用いたものであってもよい。
【００４４】
　発光層の上に成膜される電子輸送層は、抵抗加熱蒸着法等の各種成膜方法により、例え
ばアルミキノリノール錯体（Ａｌｑ3 ）等の各種材料を用いて成膜する。電子輸送層は、
第２電極層２３から注入される電子を発光層に輸送する機能を有する。この電子輸送層は
、１層だけ積層したものでも２層以上積層した多層構造を有してもよい。また、電子輸送
層は、単一の材料による成膜ではなく、複数の材料により一つの層を形成しても良く、電
荷輸送能力の高いホスト材料に電荷供与（受容）性の高いゲスト材料をドーピングして形
成してもよい。
【００４５】
　第２電極層２３は、例えば、第１電極層２１のパターンと直交する方向に沿ってストラ
イプ状にパターニングされる。この際、ウエットエッチングによるパターン形成はできな
いので、成膜用マスクを利用したパターニングが行われる。絶縁膜２４上に隔壁２５を形
成する場合には、この隔壁２５をマスクパターンとして利用して、第２電極層２３のパタ
ーン形成を行うことができる。第２電極２３は、陰極として機能する場合には、電子注入
機能を有するように、陽極より仕事関数の低い材料を用いる。例えば、陽極としてＩＴＯ
を用いた場合には、アルミニウム（Ａｌ）やマグネシウム合金（Ｍｇ-Ａｇ）を利用する
のが好ましい。但し、Ａｌは電子注入能力が低いためにＡｌと電子輸送層との間にＬｉＦ
のような電子注入層を設けることが好ましい。
【００４６】
　保護層形成工程Ｓ１１；
　２層構造の保護層７を形成する例を説明する。先ず、絶縁膜２４の最外縁部を覆うよう
に第１の無機保護層７０が形成される。第１の無機保護層７０は、基板１がガラス等の無
機材料で形成される場合には、無機材料の酸化マグネシウム（ＭｇＯ），酸化モリブデン
（ＭｏＯ３），酸化スズ（ＳｎＯ２），一酸化珪素（ＳｉＯ），酸化アルミニウム（Ａｌ

２Ｏ３）等の金属酸化物、窒化珪素等の金属窒化物、金属酸化窒化物により形成すること
ができ、第２電極層２３にダメージを与えないようにするために真空蒸着法やＣＶＤ法等
によって形成する。この第１の無機保護層７０は、少なくとも、絶縁膜２４の形成範囲を
完全に覆い、基板１上に外端部が接するように形成される。これによって、第１の無機保
護層７０が封止接着剤４に覆われた際に、第１の無機保護層７０と基板１との接触界面が
水分等の劣化因子をブロックする遮断機能を有することになる。
【００４７】
　次に、第１の無機保護層７０上に第２の無機保護層７１を形成する。第２の無機保護層
７１の材料としては、Ａｌ等の各種金属、ＩＺＯ等の金属酸化物であって水分等の劣化因
子に対してバリア性を有するものを用いる。この第２の無機保護層７１も、有機層２２，
第２電極層２３，第１の無機保護層７０と同様に真空蒸着法によって形成することができ
るが、好ましくはスパッタによる緻密な膜を形成することが望ましい。第２の無機保護層
７１の形成範囲は、絶縁膜２７の形成範囲より広く形成する。
【００４８】
　シート状乾燥剤配置・固定（空間層形成）工程Ｓ１２；



(10) JP 2009-181849 A 2009.8.13

10

20

30

40

50

　シート状乾燥剤５は、バインダ樹脂に乾燥剤成分を分散させてシート状に加工したもの
を採用することができる。バインダ樹脂としては、乾燥剤成分の水分吸着作用を妨げない
ものであれば特に限定されないが、好ましくは、気体透過性の高い材料（すなわち、バリ
ア性の低い材料、気体透過性樹脂等）を用いる。材料例としては、ポリオレフィン系、ポ
リアクリル系、ポリアクリロニトリル系、ポリアミド系、ポリエステル系、エポキシ系、
ポリカーボネート系、ポリフッ素系等の高分子材料を挙げることができる。この中でも、
ポリフッ素系樹脂が好ましく、より具体的には、ポリテトラフルオロエチレンが好ましい
。
【００４９】
　乾燥剤成分としては、少なくとも水分を吸着できる機能を有するものであればよいが、
特には、化学的に水分を吸着すると共に水分を吸着しても固体状態を維持することができ
る化合物が好ましい。このような化合物としては、例えば、金属酸化物、金属の無機酸塩
・有機酸塩等が挙げられるが、特には、アルカリ土類金属酸化物及び硫酸塩の少なくとも
１種を用いることが好ましい。アルカリ土類金属としては、例えば、酸化カルシウム（Ｃ
ａＯ）、酸化バリウム（ＢａＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）等を挙げることができる
。硫酸塩としては、例えば、硫酸リチウム（Ｌｉ２ＳＯ４）、硫酸ナトリウム（Ｎａ２Ｓ
Ｏ４）、硫酸カルシウム（ＣａＳＯ４）、硫酸マグネシウム（ＭｇＳＯ４）、硫酸コバル
ト（ＣｏＳＯ４）、硫酸ガリウム（Ｇａ２（ＳＯ４）３）、硫酸チタン（Ｔｉ（ＳＯ４）

２）、硫酸ニッケル（ＮｉＳＯ４）等を挙げることができる。その他、吸湿性を有する有
機材料を使用することもできる。
【００５０】
　シート状乾燥剤５の形成は、バインダ樹脂と乾燥剤成分との合計量を１００重量％とし
て、バインダ樹脂を５～９０重量％、乾燥剤成分を１０～９５％程度にする。好ましくは
、バインダ樹脂２０～８０重量％程度、乾燥剤成分２０～８０重量％程度にする。そして
、バインダ樹脂と乾燥剤成分とを均一に混合する。この場合、乾燥成分は予め十分に乾燥
させてから配合することが好ましい。また、必要に応じて、バインダ樹脂を加熱溶融状態
にしてから混合しても良い。シート状乾燥剤５の成形方法は、例えば、ホットプレス成形
等を含むプレス成形、押し出し成形等の他、転動造粒機、２軸造粒機等による造粒を適用
することもできる。シート状にする延伸加工は、公知の方法に従って実施すれば良く、一
軸延伸、二軸延伸等のいずれであってもよい。
【００５１】
　このようなシート状乾燥剤５を配置・固定するには、シート状乾燥剤５の一方の表面に
部分的に接着剤層６を形成する。接着剤層６の形成パターンは、ドット状（点状）、線状
、渦巻き状等にすることができ、接着剤層６の形成されていないところが空間層Ｓに対応
することになる。接着剤層６の厚さは空間層Ｓを十分に確保できるだけの厚さに設定され
る。
【００５２】
　また、図２に示したように、シート状乾燥剤５の一面に接着剤層５１を形成して、接着
剤層５１を介して基材５２にシート状乾燥剤５を固定してシート状乾燥部材５０を形成す
る。基材５２としてはフッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）等が用いられる。この場合は、基
材２の一面に部分的に接着剤層５３を形成して、空間層Ｓを形成しながら、シート状乾燥
部材５０を保護層７の上に接着・固定する。
【００５３】
　シート状乾燥部材形成（空間層Ｓ）工程Ｓ４０；
　図３に示すように、前述したシート状乾燥剤５を用いて、内部に空間層Ｓを備えたシー
ト状乾燥部材５０を形成する。シート状乾燥部材５０は、図３（ａ）に示すように、シー
ト状乾燥剤５を接着剤層５１を介して基材５２に固定したものであり、基材５２には接着
剤層５３が形成されている。このシート状乾燥部材５０を形成するには、先ず、ＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタレート）製等の基材５２の一方の表面にドット状等の部分的な接着
剤層５１を形成し、他方の表面全面に接着剤層５３を形成する。接着剤層５１，５３とし
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ては例えばアクリル系の接着剤を用いることができる。そして、基材５２の一方の表面に
接着剤層５１を介して前述したシート状乾燥剤５を貼り付ける。これによって、接着剤層
５１が存在しない部分に空間層Ｓが形成されたシート状乾燥部材５０を得る。
【００５４】
　シート状乾燥部材配置・固定工程Ｓ１３；
　空間層Ｓが形成されたシート状乾燥部材５０を有機ＥＬ素子上に配置し、接着剤層５３
によって接着固定する。シート状乾燥部材５０は有機ＥＬ素子の全体を覆うように配置さ
れ、保護層７の全体を覆うように配置される。
【００５５】
　封止接着剤形成工程Ｓ２０，貼り合わせ工程Ｓ３０；
　封止部材３の一面に封止用の封止接着剤４を形成し、シート状乾燥剤５或いはシート状
乾燥部材５０を挟んで基板１と封止部材３とを貼り合わせ、有機ＥＬ素子を基板１と封止
部材３との間に封止する。封止接着剤４としては、紫外線硬化型或いは熱硬化型のエポキ
シ樹脂等を用いることができ、例えば、ラミネート法で封止部材３に貼り付ける。基板１
と封止部材３とを封止接着剤４を介して貼り合わせた後、紫外線照射或いは加熱処理等に
よって封止接着剤４を硬化させる。
【００５６】
［実施例］
　ＰＴＦＥをバインダ樹脂とし、酸化カルシウム（ＣａＯ）を乾燥剤成分として、これら
を６５：３５の重量比率で混合したものをシート状に加工して、約７０μｍの厚みのシー
ト状乾燥剤５を形成した。ＰＥＴ製の基材５２の一方の面にアクリル系接着剤からなる接
着剤層５１をドット状に形成し、この基材５２の他方の面にアクリル系接着剤からなる接
着剤層５３を全面に形成して、これをシート状乾燥剤５に貼り付けてシート状乾燥部材５
０を形成した。
【００５７】
　ガラス製の基板１上に第１電極層２１としてＩＴＯ膜を形成して、ストライプ状にパタ
ーニングした後、第１電極２１上に発光部を開口するようにポリイミドからなる絶縁膜２
４を形成し、有機層２２としては、正孔注入層として銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を３
０ｎｍ、正孔輸送層としてＮＰＢを３０ｎｍ、発光層としてクマリンを０．６重量％ドー
プしたＡｌｑ3を３０ｎｍ、電子輸送層としてＡｌｑ3を３０ｎｍ、電子注入層としてＬｉ

２Ｏを１ｎｍ、これらをそれぞれ真空蒸着法によって成膜し、第２電極層２３としては、
Ａｌ膜を第１電極層２１と交差するようにストライプ状に成膜して、有機ＥＬ素子を形成
した。
【００５８】
　そして、形成された有機ＥＬ素子の最外縁部を覆うように、ＭｇＯとＭｏＯ３の混合層
を蒸着で１００ｎｍの第１の無機保護層７０、ＩＺＯをスパッタリングで３００ｎｍの第
２の無機保護層７１の積層膜を保護層７として形成した。第１の無機保護層７０、第２の
無機保護層７１からなる保護層７を形成した。保護層７の上に、接着剤層５３を介して前
述したシート状乾燥部材５０を接着固定し、ガラス製の封止部材３上に熱硬化型のエポキ
シ樹脂からなる封止接着剤４をラミネート法で形成し、基板１と封止部材３とを封止接着
剤４を介して貼り合わせた。
【００５９】
　このように形成した有機ＥＬパネルの実施例に対して、シート状乾燥部材５０における
接着剤層５１をドット状ではなく全面に形成した有機ＥＬパネル（すなわち、空間層Ｓを
有さないもので、その他は実施例と同じ有機ＥＬパネル）を比較例１として形成した。
【００６０】
　また、前述した有機ＥＬパネルの実施例に対して、シート状乾燥剤を形成しない有機Ｅ
Ｌパネル（有機ＥＬ素子の最外部を覆うように形成した保護層７を有し、その上に封止接
着剤４を介して基板１と封止部材３とを貼り合わせた有機ＥＬパネル）を比較例２とした
。
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【００６１】
　また、前述した有機ＥＬパネルの実施例に対して、保護層７を形成しない有機ＥＬパネ
ル（有機ＥＬ素子を覆う封止接着剤４と封止部材３のみで封止した有機ＥＬパネル）を比
較例３とした。
【００６２】
　実施例、比較例１～３の有機ＥＬパネルを高温高湿（６０°Ｃ，９０％）の条件で保存
し、発光部に形成される非発光部分（黒枠）の進行状況および発光部Ｇに形成されるダー
クスポットの成長速度を観察した。（表１：実施例と比較例の非発光部分の形成状況）に
その結果をまとめた。
【表１】

【００６３】
　図７は、この実施例の効果を示す説明図である。非発光部分（黒枠）の進行状況の把握
は、同図に示すように、基板１の端部１Ｅから最も近い発光部Ｇを対象にして、発光部Ｇ
の端部から中心に向かって形成される非発光部分（黒枠）ｂｆの幅ｗを計測した。
【００６４】
　非発光部分（黒枠）ｂｆが発生する開始時間は比較例３が約２００ｈであるのに対し、
実施例、比較例１及び比較例２では１５００ｈを超えても非発光部分（黒枠）ｂｆの進行
が確認されなかった。
【００６５】
　本発明の実施例に非発光部分（黒枠）ｂｆの進行が確認されてからは、本発明の実施例
の方が比較例３に比べて非発光部分（黒枠）ｂｆの進行速度が遅くなることが確認された
。比較例１では、非発光部分（黒枠）ｂｆの進行状況が遅いサンプルもあるが、進行状況
が抑制されないで比較例３のように進行速度が大きいものもあり、非発光部分（黒枠）ｂ
ｆの進行抑制効果の安定性が低かった。
【００６６】
　また、発光部Ｇに形成されるダークスポットの成長速度に差がみられた。実施例では、
４９０ｈの点灯で約１０μｍ径のダークスポットが、９５０ｈ以降拡大が始まり、１９３
０ｈ後でも約１８μｍであった。拡大速度は約０．６μｍ／１００ｈである。一方、比較
例２では、４９０ｈの点灯で約１１μｍ径のダークスポットは時間の経過と共に拡大し、
１９３０ｈ後に約４８μｍとなった。拡大時間の開始が早く、且つ、拡大速度は実施例の
約４倍の約２．５μｍ／１００ｈであった。
【００６７】
　本発明の実施例は、黒枠とダークスポットの両方で抑制効果が高くなる点で、比較例１
，２，３に対して違いがあることが確認できた。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬパネルの構造を説明する説明図（同図（ａ）
は断面構造を示す概念図、同図（ｂ）端部の断面を示す概念図）である。
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【図２】図２は、シート状乾燥剤を含むシート状乾燥部材の構造を示した説明図（同図（
ａ）はシート状乾燥部材を示す縦断面図、同図（ｂ）は背面図）である。
【図３】シート状乾燥剤を含むシート状乾燥部材の他の構造例を示した説明図（同図（ａ
）はシート状乾燥部材を示す縦断面図、同図（ｂ）は同Ｘ－Ｘ断面図）
【図４】本発明の他の実施形態に係る有機ＥＬパネルを示す説明図である。
【図５】本発明の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造方法を示す説明図（工程フロー）
である。
【図６】本発明の実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造方法を示す説明図（工程フロー）
である。
【図７】本発明の実施例の効果を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１…基板，２…有機ＥＬ素子，３…封止部材，４…封止接着剤，
　５…シート状乾燥剤，６…接着剤層，７…保護層，７０…第１の無機保護層，７１…第
２の無機保護層，Ｓ…空間層，５０…シート状乾燥部材

【図１】 【図２】
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